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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ショットサイズのショット領域の配列を有する第１層上に、前記第１ショットサイ
ズのショット領域を複数カバーする第２ショットサイズのショット領域の配列を有する第
２層を形成するリソグラフィ装置であって、
　前記第２層のショット領域の配列を示す候補ショットレイアウトを仮定して、前記候補
ショットレイアウトで前記第２層を形成する場合における前記第１層の各ショット領域に
形成されたパターンと前記第２層に形成されるパターンとの相対的な位置ずれ量を演算す
る演算部と、
　前記演算部で演算された前記位置ずれ量が許容範囲内に収まっている前記候補ショット
レイアウトを、前記第２層を形成する際のショットレイアウトとして決定する決定部と、
　を有することを特徴とするリソグラフィ装置。
【請求項２】
　前記演算部は、前記第１層のショットレイアウトに対して選択可能な複数の候補ショッ
トレイアウトを仮定して、前記複数の候補ショットレイアウトのそれぞれで前記第２層を
形成する場合における前記第１層の各ショット領域に形成されたパターンと前記第２層に
形成されるパターンとの相対的な位置ずれ量を演算し、
　前記決定部は、前記複数の候補ショットレイアウトのうち、前記演算部で演算された前
記位置ずれ量が許容範囲内に収まっている前記候補ショットレイアウトの１つを、前記第
２層を形成する際のショットレイアウトとして決定することを特徴とする請求項１に記載
のリソグラフィ装置。
【請求項３】
　前記決定部は、前記演算部で演算された前記位置ずれ量が最小となる候補ショットレイ
アウトを、前記第２層を形成する際のショットレイアウトとして決定することを特徴とす
る請求項２に記載のリソグラフィ装置。
【請求項４】
　前記決定部は、前記演算部で演算された前記位置ずれ量が許容範囲内に収まっている前
記候補ショットレイアウトのうち、当該候補ショットレイアウトに含まれるショット領域
の数が最小となる候補ショットレイアウトを、前記第２層を形成する際のショットレイア
ウトとして決定することを特徴とする請求項２に記載のリソグラフィ装置。
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【請求項５】
　前記第２層に形成されるパターンは、前記第２層を形成する際に用いられる原版のパタ
ーンであることを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載のリソグラフィ装
置。
【請求項６】
　前記原版のパターンの位置の理想位置からの第１ずれ量、及び、前記第１層の各ショッ
ト領域に形成されたパターンの位置の理想位置からの第２ずれ量を記憶する記憶部を更に
有し、
　前記演算部は、前記記憶部に記憶された前記第１ずれ量及び前記第２ずれ量に基づいて
、前記位置ずれ量を求めることを特徴とする請求項５に記載のリソグラフィ装置。
【請求項７】
　前記第１層の各ショット領域に設けられたマークと、前記原版に設けられたマークとの
相対位置を検出する検出部を更に有し、
　前記演算部は、前記検出部によって検出された前記相対位置に基づいて、前記位置ずれ
量を求めることを特徴とする請求項５に記載のリソグラフィ装置。
【請求項８】
　前記原版のパターンの位置の理想位置からのずれ量を記憶する記憶部と、
　前記第１層の各ショット領域に形成されたパターンの位置の理想位置からのずれ量を計
測する計測部と、
　を更に有し、
　前記演算部は、前記記憶部に記憶された前記ずれ量、及び、前記計測部によって計測さ
れた前記ずれ量に基づいて、前記位置ずれ量を求めることを特徴とする請求項５に記載の
リソグラフィ装置。
【請求項９】
　前記原版のパターンを投影光学系によって基板に投影することで前記第２層を形成する
ことを特徴とする請求項５乃至８のうちいずれか１項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項１０】
　基板上のインプリント材を前記原版で成形することで前記第２層を形成することを特徴
とする請求項５乃至８のうちいずれか１項に記載のリソグラフィ装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のうちいずれか１項に記載のリソグラフィ装置を用いてパターンを基
板に形成する工程と、
　前記工程で前記パターンを形成された前記基板を処理する工程と、
　を含むことを特徴とする物品の製造方法。
【請求項１２】
　第１ショットサイズのショット領域の配列を有する第１層上に、前記第１ショットサイ
ズのショット領域を複数カバーする第２ショットサイズのショット領域の配列を有する第
２層を形成するリソグラフィ装置におけるショットレイアウトを決定する情報処理装置で
あって、
　前記第２層のショット領域の配列を示す候補ショットレイアウトを仮定して、前記候補
ショットレイアウトで前記第２層を形成する場合における前記第１層の各ショット領域に
形成されたパターンと前記第２層に形成されるパターンとの相対的な位置ずれ量を演算す
る演算部と、
　前記演算部で演算された前記位置ずれ量が許容範囲内に収まっている前記候補ショット
レイアウトを、前記第２層を形成する際のショットレイアウトとして決定する決定部と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項１３】
　第１ショットサイズのショット領域の配列を有する第１層上に、前記第１ショットサイ
ズのショット領域を複数カバーする第２ショットサイズのショット領域の配列を有する第
２層を形成する際のショットレイアウトを決定する決定方法であって、
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　前記第２層のショット領域の配列を示す候補ショットレイアウトを仮定して、前記候補
ショットレイアウトで前記第２層を形成する場合における前記第１層の各ショット領域に
形成されたパターンと前記第２層を形成されるパターンとの相対的な位置ずれ量を演算す
る工程と、
　前記工程で演算された前記位置ずれ量が許容範囲内に収まっている前記候補ショットレ
イアウトを、前記第２層を形成する際のショットレイアウトとして決定する工程と、
　を有することを特徴とする決定方法。
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